0.5 um —+

L 0.80.pm LS.
" @2.59 pm FT

1 0.90 pr 1
@1.09 um FT 2.00.ym L
» @5.00 ym FT

Implant
Dry Etching

High reflective
substrate

1.0 um 2.0 um 3.0 um 4.0 pm 5.0 um 6.0 um

CD

2.0 um

1.5 um

1.0 um

0.5 um

|
|
NFR107,

— 2 lg9mm
@6.00 pm FT

Implant
Dry Etching

JSR



